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第第第29届届届中中中国国国控控控制制制会会会议议议征征征文文文通通通知知知

第29届中国控制会议(CCC’10)将于2010年7月29∼31日在北京召开. 大会采用会前讲座、大会报

告、专题研讨会、分组报告与张贴论文等形式进行学术交流. 中国控制会议论文集自2005年起由ISTP收

录, 2006年起进入IEEE CPP(Conference Publications Program), 2007年起由EI收录. 欢迎广大的海内外控

制学者和工程技术人员参加,就系统与控制及相关领域的最新理论与应用成果以及未来的发展趋势进

行广泛交流.

详细情况请见附件征文通知或访问会议网站: http://ccc10.bit.edu.cn.

重重重要要要日日日期期期:

提交论文初稿日期: 2009年11月1日∼12月31日

录用通知日期: 2010年3月15日

提交最终论文截止日期: 2010年4月15日

会议接收中、英文两种语言论文. 论文采用网上投稿,请登陆http://ccc.amss.ac.cn/pms了解具体事宜

并投稿. 我们期待您的来稿.


